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【はじめに】 
水素吸蔵材料表面において、真空中や大気中では表面酸化被膜や水酸化被膜が形成されやすい。前

者の被膜では、気相反応系での水素分子の解離が著しく阻害され、後者では電気化学反応系での水分

子における解離が阻害されることで、水素吸蔵速度が低下することが知られおり、水素吸蔵反応におい

て、表面状態が非常に重要になってくる。そこで、表面改質処理としてイオン照射[1]とアルカリ処理[2, 3]
を用い、それが吸蔵材料の初期水素吸収反応速度に及ぼす影響とそれら相乗効果について調べた。 
【実験】 
AB５型系合金(MmNi3.48Co0.73Mn0.45Al0.34 (Mm = La0.35Ce0.65))粉体をペレット状（12 mmf x 2 mm 厚）にし、

400kV イオン注入装置に H+, Mg+, K+, La+, Ce+そして Bi+イオンを照射した。その時の照射エネルギーは

350 keV、照射量は〜1016 cm-2。アルカリ処理は 6M-KOH を室温で 30 分間実施した。その後、水素吸蔵

実験として開放型１層セル（三電極法）を用いた電気化学的充放電容量測定法により 120 分の吸蔵（充

電）と放出（放電）を繰り返し行い、水素吸蔵初期反応速度測定を通して合金中に吸蔵された水素吸蔵

量（充電量：H/M）について評価した。 

【結果と考察】 
水素吸蔵材料へのイオン照射ならびにアルカリ処理を施す事で未照射未処理に比べ、そして従来のア

ルカリ処理のみ（未照射アルカリ処理）の場合よりも水素吸蔵能が向上することを見いだした。図に種々の

イオン照射と未照射による水素吸蔵曲線を示す。H/M 値が高ければそれだけ吸蔵量が多い事を示し、こ

の曲線の傾きが水素吸蔵反応速度を示す。イオン照射した場合、未照射に比べ数倍の吸蔵能が向上し

ている、中にはイオン種や照射条件によっては、未照射よりも水素吸蔵量が減っているのもあるが、これら

は照射により高密度空孔導入がなされるが、導入深さによってより最表面に空孔導入された場合とそうで

ない場合で反応速度に変化が生じている。また、合金表面が大気に曝される為、より活性化した表面に

対しその度合いに合った酸化膜層が形成されその結果、水素の解離を阻害してしまっていると考えられ

る。この状態から KOH アルカリ処理を施した場合、特にＬａ＋とＣｅ＋照射とアルカリ処理が未照射未アルカ

リ処理に比べ初期反応速度（吸蔵開始から１分）におい

て、316 倍、317 倍とそれぞれ初期反応速度が速くなっ

た。特に希土類イオンにおいては、表面活性化された合

金表面が大気暴露され、それにより形成された酸化皮膜

中にカリウム原子が侵入し、これが水素の解離を促すこと

によって、反応が促進されたと考えられる。 
 ある定量を超える照射を施した希土類イオン照射とアル

カリ処理を組み合わせる事が、従来よりも遥かに高い吸

蔵能向上を示し、それら相乗効果が発揮されることが分

かった。 
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Fig. Hydrogen curves of several ion irradiated 
Mm3.48Co0.73Mn0.45Al0.34. 
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